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(57)【要約】
【課題】有機ＥＬ素子を生産する印刷工程において、連
続印刷中の版上の根雪変動を抑制することにより印刷ム
ラの少ない高品質の高分子有機ＥＬ素子を安価に提供す
る。
【解決手段】被印刷基板（１０７）に微細パターンを印
刷する印刷機であって、
　前記被印刷基板（１０７）を載置する基板定盤（１０
６）と、
　凸版（１０４）が設置され前記基板定盤（１０６）上
に配置される版胴（１０５）と、
　前記版胴（１０５）に臨み凸版（１０４）にインキを
転移するアニロックスロール（１０１）と、 
　前記凸版（１０４）上に転移されたインキを一部溶解
させならす版上インキならしロール（２０１）とを配置
したことを特徴とする有機ＥＬパネル製造用印刷機。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被印刷基板に微細パターンを印刷する印刷機であって、
　前記被印刷基板を載置する基板定盤と、
　凸版が設置され前記基板定盤上に配置される版胴と、 
　前記版胴に臨み凸版にインキを転移するアニロックスロールと、 
　前記凸版上に転移されたインキを一部溶解させならす版上インキならしロールとを配置
したことを特徴とする有機ＥＬパネル製造用印刷機。
【請求項２】
　前記インキは高分子系有機ＥＬ材料を溶剤に溶解してなることを特徴とする請求項１記
載の有機ＥＬパネル製造用印刷機。 
【請求項３】
　前記版上インキならしロールは、前記溶剤で濡れた状態で前記凸版と接触することで、
前記凸版上に転移されたインキを一部溶解させならすことを特徴とする請求項２記載の有
機ＥＬパネル製造用印刷機。
【請求項４】
　前記アニロックスロールと前記版胴とを相対的に離間接近させる離間接近機構が設けら
れていることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の有機ＥＬパネル製造用印刷機
。
【請求項５】
　前記版上インキならしロールと前記版胴とを相対的に離間接近させる離間接近機構が設
けられていることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の有機ＥＬパネル製造用印
刷機。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の有機ＥＬパネル製造用印刷機を用いて製造されたこと
を特徴とする有機ＥＬパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高分子系有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）材料を溶剤に溶解してなる
インキを基板上に印刷することにより高分子系有機ＥＬディスプレイパネルを製造する有
機ＥＬパネル製造用印刷機と、その印刷機により製造された有機ＥＬパネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機、ＰＤＡ（携帯情報端末）、モバイルパソコン、車載用ナビゲーショ
ンシステム等における表示素子として、薄型、低電力、高輝度表示等の特徴を備える有機
ＥＬ素子が注目されている。
　この有機ＥＬ素子は、例えば陽極（透明導電膜、ＩＴＯ膜）と、有機発光体を含有する
発光層と、陰極（金属電極）とを透明基板上に積層したものである。
【０００３】
　有機ＥＬ素子の発光層は、通常、低分子有機発光体を真空蒸着させることによって形成
される。この場合、蒸着装置の原理上、有機ＥＬ素子の大型化に限界がある。
　そこで、高分子有機発光体を溶剤に溶解し分散させてインキ化し、公知の印刷方式にて
発光層を形成する試みが提案されている（例えば特許文献１、２参照）。
　この印刷法は、量産性に優れ、製造コストを低く抑えることが可能であり、具体的な印
刷方式としては、オフセット印刷やグラビア印刷等が挙げられている。
【０００４】
　フレキソ印刷は、ゴム又は樹脂からなるフレキシブルな凸版と、アニロックスロールと
呼ばれる表面に細かい凹部が彫刻されたインキ付けロールと、溶剤乾燥型のインキとを用
いた印刷方式であり、従来から包装紙等の簡単な印刷物の印刷に広く使用されている。こ
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のフレキソ印刷は、特に膜厚が０．０１～０．２μｍ程度の薄くて安定した印刷層を形成
するのに適している。
【０００５】
　また、フレキソ印刷は印圧がかかる凸版部に柔軟性があり、更に、キスタッチと呼ばれ
る極低印圧での印刷であることから、ガラス基板や高圧をかけることによって特性が破壊
される透明電極等が成膜された基板に対する印刷にも適している。このため、有機ＥＬ素
子の発光層の形成に特に適した印刷方法である。
【０００６】
　有機ＥＬ素子の発光層を印刷する印刷機のインキ供給装置では、アニロックスロール表
面でのインキの乾燥を防ぐためにアニロックスロールの下部周面をインキ壷のインキ溜り
に浸漬しつつ回転させ、常にアニロックスロール表面を濡らしておく必要がある。
【０００７】
　このアニロックスロール表面の余分なインキをドクターにて掻き取ってフレキソ版上（
樹脂凸版上）にインキを塗布する方式が用いられている。ドクターの種類としては刃状や
ロール状のものがあり、ドクタリング性やドクタリング時に発生する異物の観点から適宜
選択し使用する。
【０００８】
　ドクタリング後のアニロックスロールから版上へのインキ塗布は基板への印刷毎に、基
板印刷直前に毎回行なわれその都度版上の残留インキ（根雪）量は変化していく。そのた
め安定した品質の印刷基板を製造する際、連続印刷にて版上の根雪量変化が極小さくなる
まで捨て印刷をした後、所望の基板に印刷を行なう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００１－１８５３５２号公報
【特許文献２】特開２００５－５９３４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　この捨て印刷後に、版洗浄を挟まず連続的に印刷を行なえることが高い量産性を生むた
めに必要であり、そのためには連続印刷の安定化が求められる。
【００１１】
　しかしながら版上の根雪量はアニロックスロールからのインキ供給、基板へのインキ転
写を繰り返すことにより増大し、やがて版上インキの高粘度化により印刷ラインにマージ
ナルや割れが発生する。ゆえに連続印刷の安定化においては、版上の根雪量、状態を安定
させることが課題となる。
【００１２】
　本発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、その目的は有機ＥＬ素子
を生産する印刷工程において、連続印刷中の版上の根雪変動を抑制することにより膜厚ム
ラ等の印刷ムラの少ない高品質の高分子有機ＥＬ素子を安価に提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明において上記課題を解決するために、まず請求項１の発明では、被印刷基板に微
細パターンを印刷する印刷機であって、
　前記被印刷基板を載置する基板定盤と、
　凸版が設置され前記基板定盤上に配置される版胴と、 
　前記版胴に臨み凸版にインキを転移するアニロックスロールと、 
　前記凸版上に転移されたインキを一部溶解させならす版上インキならしロールとを配置
したことを特徴とする有機ＥＬパネル製造用印刷機としたものである。
【００１４】
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　また請求項２の発明では、前記インキは高分子系有機ＥＬ材料を溶剤に溶解してなるこ
とを特徴とする請求項１記載の有機ＥＬパネル製造用印刷機としたものである。 
【００１５】
　また請求項３の発明では、前記版上インキならしロールは、前記溶剤で濡れた状態で前
記凸版と接触することで、前記凸版上に転移されたインキを一部溶解させならすことを特
徴とする請求項２記載の有機ＥＬパネル製造用印刷機としたものである。
【００１６】
　また請求項４の発明では、前記アニロックスロールと前記版胴とを相対的に離間接近さ
せる離間接近機構が設けられていることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の有
機ＥＬパネル製造用印刷機としたものである。
【００１７】
　また請求項５の発明では、前記版上インキならしロールと前記版胴とを相対的に離間接
近させる離間接近機構が設けられていることを特徴とする請求項１～４のいずれか記載の
有機ＥＬパネル製造用印刷機としたものである。
【００１８】
　また請求項６の発明では、請求項１～５のいずれかに記載の有機ＥＬパネル製造用印刷
機を用いて製造されたことを特徴とする有機ＥＬパネルとしたものである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は、凸版上に転移されたインキを一部溶解させならす版上インキならしロールを
配置したので、有機ＥＬ素子を生産する印刷工程において、印刷を連続で行なうことで増
加していく印刷版上の根雪量の変化を抑えることができ、この根雪量の変化を抑えること
により連続印刷中に発生する印刷欠陥の発生を防止できるという効果がある。
【００２０】
　このため、本発明は、膜厚ムラ等の印刷ムラの少ない、高品位の高分子有機ＥＬ素子を
安定的に安価に提供することが可能となるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明における有機ＥＬパネル製造用（フレキソ）印刷機の構成を示す概略図で
ある。
【図２】本発明における隔壁基板への連続印刷評価結果を示す表である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態を、図１に示す樹脂凸版印刷機におけるアニロックスロール
１０１を備えるインキ供給機構１０９を中心に説明する。なお、本発明に係る有機ＥＬパ
ネル製造用印刷機は、以下に説明する実施の形態に限定されるものではない。
【００２３】
　図１に示す樹脂凸版印刷機は、被印刷基板１０７を載置する基板定盤１０６と、パター
ン形成用の凸版１０４が版下クッション１０３を介して装着され基板定盤１０６上に配置
される版銅１０５と、版銅１０５に臨むように配置され凸版１０４に接して凸版１０４に
インキを供給（転移）するアニロックスロール１０１と、アニロックスロール１０１の一
部を収容してアニロックスロール１０１へインキ供給する為のインキチャンバ１０８と、
アニロックスロール１０１上の余剰インキを掻き落とすドクターロール１０２とを備え、
アニロックスロール１０１上に供給されたインキをインキチャンバー１０８から露出する
アニロックスロール１０１の周面部分を介して凸版１０４に供給し、
　また、連続印刷時、被印刷基板１０７へ凸版１０４からの印刷後に凸版１０４上に残留
するインキ（根雪）の量を調整する版上インキならしロール２０１と、版上インキならし
ロール２０１へインキ溶媒を供給する為のならしロールチャンバ２０２とを備え、さらに
、図１には示されていないが、アニロックスロール１０１と版胴１０５とを相対的に離間
接近させる離間接近機構と、版上インキならしロール２０１と版胴１０５とを相対的に離
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間接近させる離間接近機構とをも備え、凸版１０４は、ゴム又は樹脂からなるフレキシブ
ルなものであり、版銅１０５は、回転されるシリンダーである印刷装置である。
【００２４】
　本発明の樹脂凸版印刷用に用いることが出来るアニロックスロール１０１としては、Ｓ
ＵＳ材などで作成された芯ロール上に、酸化クロムをプラズマ溶射して形成した酸化クロ
ム皮膜を、レーザー彫刻によってパターニングしたセラミックスロール、又は、芯ロール
上に銅メッキを施した後、樹脂を塗布し、レーザーパターニングした後に腐食処理をし、
得られたパターン上にクロムメッキを施したクロムロールのいずれも用いることが出来る
。
【００２５】
　また、アニロックスロール上に形成されるパターンとしては、ヘリカルパターン、ＦＭ
パターン、ハニカムパターン、ダイヤパターン、ＡＲＴパターンなどいずれのパターンも
用いることが出来る。
【００２６】
　これらのパターンは印刷物上のモアレを防止する為に適宜角度を設けても良い。そして
、これらのパターンが形成された後、アニロックスロール１０１表面は、ドクターロール
１０２側に傷をつけるのを防止する為に研磨されることが望ましい。具体的にはアニロッ
クスロール１０１のパターン土手部において４μｍ以上の突起がなくなるよう研磨される
ことが望ましい。
【００２７】
　使用することが出来るドクターロール１０２としてはＳＵＳ材などで作成された芯ロー
ルに、ニトリルゴム、シリコーンゴム、イソプレンゴム、スチレンブタジエンゴム、ブタ
ジエンゴム、クロロプレンゴム、ブチルゴム、アクリロニトリルゴム、エチレンプロピレ
ンゴム、ウレタンゴムなどを巻き付けて作製してもよいし、これらのゴムローラ上に、Ｐ
ＦＡ熱収縮チューブを巻き付けたものなどを用いることが出来る。これらゴム材は、イン
キとして使用する溶剤に対する耐性から選定される。
【００２８】
　これらゴムロールの表面は算術表面粗さＲａが、０．１μｍ以下、最大高さＲｚが１μ
ｍ以下であることが望ましく、これらの条件を満たすことによって低発塵かつ、平滑な液
掻き面を得ることが出来る。
【００２９】
　インキチャンバ１０８内のインキは循環させ、粘度のモニタリングおよび自然乾燥分を
希釈コントロールすることで常に一定の粘度を保つことができる。
【００３０】
　つまりはアニロックスロール１０１から凸版１０４へのインキ供給は常に一定であると
考えられる。
【００３１】
　しかしながら、凸版１０４から被印刷基板１０７へのインキ供給に関しては捨て刷りを
行なうことで版上の根雪量はある程度一定となるが、版へインキ供給して基板に転写する
毎に根雪量は微変動する。
【００３２】
　そこで、連続印刷中に一定の周期で凸版１０４と版上インキならしロール２０１との接
触を経て、被印刷基板１０７へ凸版１０４からの印刷後に凸版１０４上に残留するインキ
（根雪）の一部を溶解し、版上根雪量増加に伴う被印刷基板１０７への転写インキ粘度増
大を抑制する。
【００３３】
　このときの版上インキならしロール２０１は凸版１０４の下方に位置しており、ならし
ロールチャンバ２０２内においてインキの溶媒に浸漬しつつ回転しているため、版上イン
キならしロール２０１の表面は常にインキの溶媒で濡れた状態となっている。
【００３４】
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　一方で凸版１０４表面のインキ根雪量分布は版上インキならしロール２０１と接触した
直後は悪化するため１～２回の捨て印刷を設けたほうが良い。
【００３５】
　以上の動作を経ることで、版洗浄を行なうことなく連続的でかつ高品質の微細パターン
の印刷が被印刷基板１０７に対して可能となる。
【実施例】
【００３６】
　次に、本発明の実施例について説明する。
　ここでは、以下のような実施例１と比較例１、２について試作と測定を行った。
【００３７】
（実施例１）
　まず、３００ｍｍ角のガラス基板の上に、スパッタ法を用いてＩＴＯ（インジウム－錫
酸化物）薄膜を形成し、フォトリソ法と酸溶液によるエッチングでＩＴＯ膜をパターニン
グして、対角５インチサイズのディスプレイが２面取れるように画素電極を形成した。デ
ィスプレイ１面当たりの画素電極のラインパターンは、線幅４０μｍ、スペース２０μｍ
でラインが１９５０ライン形成されるパターンとした。
【００３８】
　次に絶縁層を以下のように形成した。
　まず、画素電極を形成したガラス基板上にポリイミド系のレジスト材料を全面スピンコ
ートした。スピンコートの条件を１５０ｒｐｍで５秒間回転させた後、５００ｒｐｍで２
０秒間回転させ１回コーティングとし、絶縁層の高さを１．５μｍとした。全面に塗布し
たフォトレジスト材料に対し、フォトリソ法により画素電極の間にラインパターンを有す
る絶縁層を形成した。
【００３９】
　次に、正孔輸送インキとしてＰＥＤＯＴ溶液であるバイトロンＣＨ－８０００を用いて
調液しインキの固形分濃度１．５％、粘度１５ｍＰａ・Ｓ、蒸気圧１．１ｋＰａのインキ
を用意し、スリット法にて基板全面に正孔輸送層を形成した。
　その後、画素領域外の不要部をウエスで拭き取り、２００°Ｃ、３０分大気中で乾燥を
行い正孔輸送層を形成した。このときの膜厚は５０ｎｍとなった。
【００４０】
　次に、有機発光材料であるポリフェニレンビニレン誘導体を濃度２％になるようにトル
エンに溶解させた有機発光インキを用い、絶縁層に挟まれた画素電極の真上にそのライン
パターンにあわせて有機発光層を凸版印刷法で印刷を行った。
【００４１】
　また、７５０線／インチのアニロックスロール１０１及び水現像タイプの感光性樹脂版
を使用し、図示されていない洗浄装置を用いて印刷版の洗浄を行った。
　この結果、捨て印刷後、隔壁基板への印刷、乾燥後に有機発光層の膜厚は８０ｎｍとな
った。
【００４２】
　このときの印刷条件において印刷タクトを２分とし、隔壁基板に対し連続印刷を行なっ
た。この際、隔壁基板を１０枚印刷する毎に版上インキならしロール２０１により凸版１
０４の版上のインキ根雪を溶解させた。その後、捨て印刷を２回行ない再び隔壁基板へ印
刷、という一連の工程を繰り返すことで隔壁基板を５０枚印刷した。
【００４３】
　なお、連続印刷中のインキチャンバ１０８内のインキ粘度は図示されていないインキ粘
度調整ユニットによって常に一定に調整されている。
【００４４】
　これにより印刷した５０枚目の隔壁基板に対して、隔壁内の印刷膜形状と基板内９点の
膜厚バラツキを評価した。また１枚目から５０枚目それぞれ基板内各１点の膜厚の推移か
ら基板５０枚における基板間の膜厚バラツキを評価した。
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【００４５】
（比較例１）
　隔壁基板に対し連続印刷を行なう工程において、版上インキならしロール２０１を用い
ず隔壁基板へ連続印刷を行なう以外は実施例１と同様とした。
【００４６】
（比較例２）
　隔壁基板に対し連続印刷を行なう工程において、隔壁基板を１０枚印刷する毎に凸版１
０４の版上を溶媒洗浄し、  その後また版上の根雪量が安定するまで（１０回）の捨て印
刷から隔壁基板への連続印刷を行なう以外は実施例１と同様とした。
【００４７】
　以上のような実施例１及び比較例１、２での有機発光層を印刷した隔壁基板の評価結果
を図２の表に示している。図示の表のように、比較例に比べて本発明の実施例ではより短
い時間で多くの良品が得られ、量産性が向上していることが分かる。
【符号の説明】
【００４８】
１０１・・・アニロックスロール
１０２・・・ドクターロール
１０３・・・版下クッション
１０４・・・凸版
１０５・・・版銅
１０６・・・基板定盤
１０７・・・被印刷基板
１０８・・・インキチャンバ
１０９・・・インキ供給機構
２０１・・・版上インキならしロール
２０２・・・ならしロールチャンバ
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